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図12d=150A,N=20の 場 合 のMo/si,Mo/c,Ni/cの
波 長 に 対 す る ピ ー ク反 射 率(計 算 値)
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反射率が得 られる。3》
製作方法はイオソビームスパ ッタ リソグ、電子 ビーム蒸着、 レーザービーム蒸着の3つ に大別 され る。
我 々の研究室では超高真空電子 ビーム蒸着装置によって製作を行 っている。蒸着槽は直径350㎜,高 さ
800mの円筒形 でイオンポソブとターボ分子ポソブによって排気され、到達真空度は1×10羅'Otorrであ
る。電子銃は3台 装備 され、それぞれ にシャッターを取付け蒸着膜厚を制御す る。それから50㎝離れ
た ところに基板を置き、その両側 に水晶振動子膜厚計を2台 取付け蒸着膜厚をモニ ターしている。1A
以下の精度で膜厚は制御 されている。基板にはフロー トガラス、及びフロー トポ リシソグ法で研磨 され
たBK-7、 石英 ガラスを用い、面の粗 さは2～3A(rms)で ある♂'
これ によって24=70～200A,N=5～20のMo/si,Mo/c,Ni/cの多層膜を製作 した。 これ
らをAESに よって分析 したが不純物は全 く検出されなかった。
3.性 能 評 価
製 作 され た 多 層 膜 はx線 発 生 装 置 か ら のcu-Kα(1.54A),si-Kα(7.13A),c-K促(44.7A)の特




























































































































































に 対 す る ピ ー ク反 射 率(UVSORに よ
る実 測 値)
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